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１．研究背景 

ダイヤモンド状炭素 (DLC：Diamond-like Carbon) 膜は，グラファイト構造由来の sp2結合と，

ダイヤモンド構造由来の sp3結合を有する水素化アモルファス炭素膜であり，物理的，化学的に安

定した特性を有する． DLC 膜は製法によって膜構造が異なることが知られていが，使用環境に

おける膜構造の変化については不明な点が多い．これらのことから本研究では，基本構造の異な

る DLC として，水素含有量の多い a-C:H 膜と水素含有量の少ない Sputtering a-C (:H) 膜の 2 種を

対象に，圧縮下における膜構造変化について検討した． 

２．実験方法 

RF プラズマ CVD 法（(CH₄) : 30 Pa, 8.34×10-7 m3/s, r.f. power: 100 W）を用いて a-C:H 膜，r.f.マグ

ネトロンスパッタ法（target: graphite, sputtering gas (Ar) : 1 Pa, 1.67×10-7 m3/s, r.f. power: 50 W）を用

いて sputtering a-C (:H)膜を Si 基板にそれぞれ成膜した．そして，窒素ガス雰囲気下において 500 

kPa の圧力を加圧し，Si 基板表面に形成した各種 DLC 膜の膜構造をソフト界面解析装置 (BL16 

SOFIA，j-parc) を用いて中性子反射率法による測定を行った．  

３．実験結果及び考察 

圧縮下における DLC の中性子反射率は無加圧下よりも高い値を示した．また，DLC の散乱長密

度 (Scattering length density, SLD) は，加圧により，膜表面付近において増加が確認された．圧縮

下における SLD の増加は，水素含有量の多い a-C:H 膜では少なく，水素含有量の少ない Sputtering 

a-C (:H) 膜では顕著に見られた． Sputtering a-C (:H) 膜は，a-C:H 膜と比べ sp2クラスタサイズが

大きいことが知られている[1]．また，水素含有量が少ないため酸素官能基の形成が促進される．

これらより圧縮下において，DLC 表面に形成された酸素官能基と sp2 クラスタとの結合が強まる

ことで，膜構造に顕著な変化をもたらすことが示唆された． 

４．結論 

本研究では，500 kPa の圧縮下において，製法の異なる DLC を対象に中性子反射率法を用いて

膜構造変化について検討した．その結果，水素含有量の多い a-C:H 膜よりも水素含有量の少ない

Sputtering a-C (:H) 膜の方が，膜構造変化が大きいことが示唆された． 
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